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Stručná anotace předmětu  
 
Základem předmětu je princip vytváření plazmy a její využití pro ovlivňování povrchových vlastností 
materiálů. Předmět vychází z kinetické teorie plynů, elektrických výbojů stejnosměrných i střídaných 
a mikrovlných, dále se zabývá principem a typem plazmových procesů. Předmět se zaměřuje také na 
aplikace plazmových dějů (zvláště dějů probíhajících za atmosférického tlaku) pro leptání, 
naprašování a speciálně pro modifikace povrchů (hydrofobita/hydrofilita).  
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